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【手続補正１】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ａ
【化１】

で表される化合物をメチル化して式Ｂ：
【化２】

で表される化合物を生じることを含む立体選択的合成のための方法であって、
式中、Ｒは、イソブチリル、２－メチルブチリル、ｔｅｒｔブチルカルボニルから選択さ
れるヒドロキシル保護基であるか、または、Ｒは、これが結合している酸素原子と一緒に
なって、シリルエーテル、２－テトラヒドロピラニルエーテル、または炭酸アルキルであ
り、Ｘ－は対イオンであり、前記化合物は窒素について（Ｒ）立体配置である、前記方法
。
【請求項２】
　式Ａで表される化合物をメチル化するためにメチル化剤を用いる、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　メチル化剤が、求核攻撃を受けやすいメチル基、および脱離基を含む、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　メチル化剤が、ハロゲン化メチル、硫酸ジメチル、硝酸メチルおよびスルホン酸メチル
からなる群から選択される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　Ｘ－対イオンがアニオンである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　アニオンが、ハロゲン化合物、硫酸、リン酸、硝酸または有機アニオン荷電種である、
請求項５に記載の方法。
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【請求項７】
　アニオンが、ハロゲン化合物である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ハロゲン化合物が、臭化物、ヨウ化物または塩化物である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　有機アニオン荷電種が、スルホン酸またはカルボン酸である、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　スルホン酸が、メシレート、ベシレート、トシレートまたはトリフレートである、請求
項９に記載の方法。
【請求項１１】
　カルボン酸が、ギ酸、酢酸、クエン酸またはフマル酸である、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　ヒドロキシル保護基を除去して（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソン塩を生成することを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソン塩を、クロマトグラフィーもしくは再結晶、または
これらの組合わせにより精製することをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　精製が、逆相クロマトグラフィーによるものである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　精製が、アルミナまたはシリカゲルを用いたクロマトグラフィーによるものである、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　精製が、メタノールからの再結晶によるものである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　精製後の（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソン塩が９８％より高い化学純度を有する、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　Ｘ－対イオンを異なる対イオンで交換することをさらに含む、請求項１２に記載の方法
。
【請求項１９】
　（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソン塩が（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソンヨウ化物で
あり、方法が
（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソンヨウ化物をアニオン交換材料で処理して、（Ｒ）－Ｎ
－メチルナルトレキソン臭化物を生じる工程
をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　Ｘ－対イオンを異なる対イオンで交換することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　式Ａ：
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【化５】

で表される化合物をメチル化して（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソンヨウ化物塩を生じ、
該（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソンヨウ化物塩を臭化水素酸で処理して（Ｒ）－Ｎ－メ
チルナルトレキソン臭化物／ヨウ化物塩混合物を生じ、および
該（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソン臭化物／ヨウ化物塩をアニオン交換材料で処理して
（Ｒ）－Ｎ－メチルナルトレキソン臭化物塩を生じる、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　式Ｂ：
【化６】

で表される化合物を、クロマトグラフィーもしくは再結晶、またはこれらの組合わせによ
り精製することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　精製が、逆相クロマトグラフィーによるものである、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　精製が、アルミナまたはシリカゲルを用いたクロマトグラフィーによるものである、請
求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　精製が、メタノールからの再結晶によるものである、請求項２２に記載の方法。
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